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摘要(译)

蒸镀装置（1）进行蒸镀处理，在成膜基板（40）上形成具有规定图案的
发光层（47）。所述气相沉积装置包括：喷嘴（13），具有多个喷射孔
（16），当进行气相沉积处理时，构成发光层的气相沉积颗粒（17）从
所述喷射孔朝向成膜基板注入;多个控制板（20）设置在喷嘴和成膜基板
之间，并限制从多个注入孔注入的蒸镀颗粒相对于成膜基板的入射角。
喷嘴包括：容器形状的喷嘴主体（14b），在其成膜基板侧的表面上具有
开口（14c）;和（ii）覆盖开口并彼此分离的多个块（15） ，多个块中的
每一个具有多个注入孔。上述布置允许以高清晰度形成气相沉积膜图
案。
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